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RESUMO

A modificagcdo de superficie de materiais, especialmente os metalicos, requer estudos
aprofundados de parametros de obtencdo desta modificagdo associada ao processo de
deposi¢ao do filme de DLC propriamente dito. Para tanto, além de compreender bem os
mecanismos envolvidos nestes processos, os quais envolvem descargas elétricas, ou seja, a
formacdo de plasmas com os gases precursores se faz necessario, também, um bom
entendimento dos processos e parametros envolvidos em modificagdo de superficie e em
crescimento de filmes de DLC. O plasma ¢ um dos estados fisicos da matéria, similar ao gas,
no qual certa por¢ao das particulas esta ionizada; ¢ um gas formado por ions positivamente
carregados e elétrons. Em cada atomo de um gés neutro, o numero de elétrons que orbitam ao
redor do nucleo ¢ igual ao nimero de prétons que se encontram no nucleo. Portanto a perda
de um ou mais elétrons causa a ionizacao destes atomos. Dentro de uma escala de volume
macroscopica, o plasma ¢ semineutro, ou seja, o nimero de cargas negativas ¢ igual ao
numero de cargas positivas. A ionizagdo ocorre ¢ o estado ionizado se sustenta porque o gas
encontra-se muito quente, pois as colisdes entre os atomos sdo suficientemente intensas para
que os elétrons sejam arrancados dos mesmos. E muito rarefeito, de maneira que os elétrons,
uma vez removidos, dificilmente encontrardo um ion com o qual possam se recombinar. Para
que o plasma ocorra, € necessario que o gas esteja sujeito a fontes externas de energia, tais
como campos elétricos intensos ou radiagdes capazes de arrancar os elétrons dos 4&tomos.
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